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審 査 結 果 の 要 旨 
 

１.論文の評価 
 本論文は、現在開発中のミスト CVD の可能性とその実証に関する研究論文である。 

 既存のミスト CVD(第 2 世代)では目的膜を作製する際、制約が見られた。一方ミスト流を利用してい

るという特徴に着目し、理論面からその制約を打開する突破口を見いだし、新たなミスト CVD(第 3世代)

を構築した。この新技術により、様々な種類の金属源を同時に反応炉に供給しても副反応を起こすこと

なく成膜することは可能になったり、反応活性化支援剤との反応を反応炉のみで起こすことが可能とな

り、目的膜作製に関する制御反応が拡張できた。 

 本論文では、まず A.現行装置の限界を YIGという薄膜作製を例に取り上げ、B.この限界を突破する解

決策について説明し、C.その考えの下で構築した第 3世代ミスト CVDシステムを用いることで実際に反

応の支援が可能か調査し、D.トーピングと反応支援を同時に行うような複雑な系でも新システムが有効

かどうかを報告している。本技術開発は、持続可能な社会を実現させる事と未来デバイス開発の為に極

めて重要な技術開発であり、価値の高い論文である。 

 

２.審査の経過と結果 
（１）平成３１年１月９日 博士後期課程委員会で学位論文の受理を決定し、５名がその審査委員と

 して指名された。 
（２）平成３１年２月１６日 公開論文審査発表会及び最終試験を実施した。 
（３）平成３１年３月５日 博士後期課程委員会で学位授与を可とし、教育研究審議会で承認された。 


